
高纯NiV镍钒合金磁控溅射平面靶材 镍钒靶材 NiV靶材

产品名称 高纯NiV镍钒合金磁控溅射平面靶材 镍钒靶材
NiV靶材

公司名称 长沙鑫康新材料有限公司

价格 700.00/kg

规格参数

公司地址 湖南省长沙县榔梨街道新建路1301001

联系电话 19118893713 19118893713

产品详情

镍钒合金靶材，在集成电路制作中一般用纯金做表面导电层，但金与硅晶园容易生成AuSi低熔点化合物
，导致金与硅界面粘接不牢固，人们提出了在金和硅晶圆的表面增加一粘接层，常用纯镍做粘接层，但
镍层和金导电层之间也会形成扩散，因此需要再有一阻挡层，来防止金导电层和镍粘接层之间的扩散。
阻挡层需要采用熔点高的金属，还要承受较大的电流密度，高纯金属钒能满足该要求。所以在集成电路
制作中会用到镍溅射靶材、钒溅射靶材、金溅射靶材等。镍钒溅射靶材是在制备镍钒合金靶材过程中，
在镍熔体中加入钒，使制备出的合金更有利于磁控溅射，结合了镍溅射靶材和钒溅射靶材的优点，可一
次完成溅射镍层（粘接层）和钒层（阻挡层）。镍钒合金无磁性，有利于磁控溅射，在电子及信息产业
中，正在逐步替代纯镍溅射靶材。下图是镍钒 (93/7wt%)
合金溅射靶材的显微金相检测图片,平均粒径<100μm。
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